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ミ ラ ー 半 径　　　　 r 30
ヒ ン ジ 幅　　　　　 α 4
ミ ン ダ リ ン グ振 幅　　　 ⊥ 20
ヒ ン ジ 長 さ　　　　 J 135
ミ ラ ー 下 部 電 極 ギ ャ ップ　 d 5






ヒン ジ幅 エ ル ロ ンの 長 さ


























































































































































































































































バイ アス 【W］ 30
CF4流量 【sccm］ 8．5 17 17
Ar流量 【sccml 8．5 0 0
冷却温度 ［℃】 十5 －10 －10
エ ッチング レー ト［nm／min］ 170 270 300
選択比 1．9 1．8 1．8
20
表4．2：Niめっきの膜厚と表面粗さの計測結果
左 上 126 159 1336 56．1 62．2 1088
右 上 142 169 1260 48．5 60．0 1010
右 下 104 123 1196 38．3 47．4 943．6
左 下 87．1 99．3 1278 39．6 46．0 1010
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50 36 13 ー 25
100 31 24 28
150 40 19 31





50 48 63 55
100 58 61 ー 59
150 54 67 60






エルロン長さ［〃m］ エルロン位置 ヒンジ幅［〃m］ 割合［％］
150 両 端 6 55
な し な し 4 50
150 両 端 4 50
50 両 端 4 45
50 両 端 6 45
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次元 構造 材料 応用
2次元 エアブ リッジ Si，GaAs　など 光スイ ッチ ナノ共振器
曲が り導波路
2次元 オキサイ ドクラッ ド Si，GaInAsP　など
2次元 半導体クラッド GaAs，InP　な ど
3次元 段差多層膜 Si，¶02，Si02　など高性能偏光子　 フィルター

























分類 原理 ・方式 特徴
機械式
バルク型 バルク光学素子の機械駆動 低損失　 低クロス トー ク















































フォ トニック結晶 動作原理 研究者 文献
MEMS型
1次元 PZT MIT 【11】
1次元 静電 UCLA 【12】
2次元 静電 東京大 【13】
非機械式 2次元 マッハ ・ツェンダ FESTA 【14】
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デバイスSi 厚 さ 0．205pnn
比抵抗 14～22Q一cm
SiO2層 厚 さ 3000nm
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